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设置要項 

Laboratory X-ray Photoelectron Spectroscopy System

Scanning XPS Microprobe TM

●重量尺寸

①装置本体  ②电脑桌  ③机械泵 ④水冷换热器

　重量　　　：　約1,100 kg

　平面面积　：　230 cm x 300 cm

　搬运门　　：　宽110 cm以上, 高170 cm以上

●场地要求

　電力　　　：　200-230 V 单相交流电 50 A  50/60 Hz

　接地　　　：　D-Type

　圧縮空気　：　最小620 kPa

　干氮气　　：　最大18 kPa

　氩气　　　：　純度 99.9995％以上　　　　

●环境要求

　静态磁场　：　50 µT（0.5 G）以下

　交变磁场　：　0.3 µT（3 µG）以下

　振动　　　：　10 µm以下位移（0.1～60 Hz）

　温度　　　：　20±5 ℃

　湿度　　　：　70 ％以下（无冷凝）

　散热　　　：　正常操作时3,000 W　仪器烘烤时7,000 W 
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● 最小X射线束斑

● 探测器类型

● X射线源扫描面积

● 离子枪加速电压

● 离子枪光栅面积

● 真空度规格

◎可选配 ：

● 最佳能量分辨率  ：低于0.48 eV（Ag3d5/2）

● 最大灵敏度　　 ：对Ag3d5/2来说≥3,000kcps@≤1.3 eV FWHM

● 对Ag3d5/2在小束斑时半高宽与灵敏度的规格

③

仪器平面图　単位：cm

※ Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。
※ 说明书如有变动恕不另行通知。
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④

：小于7.5 µm

：多通道检测器

：最大1.4 mm x 1.4 mm (连续可变)

：最大 5 kV

：最大5 mm x 5 mm (连续可变)

：6.7×10－8 Pa以下

扫描式聚焦X射线光电子能谱分析仪

样品定位仪，氩2500 团簇离子源，碳60离子源，加热冷却样品台，氩离子源独力分子泵组装，和各种的真空处

理室。



扫描式聚焦X射线光电子能谱分析仪

1 2

仪器特点

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

拥有世界首创的扫描聚焦式X射线源，可对从最小7.5微米到最大1.4毫米      
的分析区域获得高灵敏度的分析数据结果

全自动化分析，可以轻松地对绝缘样品达到自动中和效能

高性能深度分析

全自动且高可靠度的测量

扫描式聚焦X射线从7.5µm 到1.4mm的

分析区域并且维持高灵敏度的分析

扫描式聚焦X射线源

※

电子枪

样品托盘
样品 

阳极 

多位置阳极

单光器

输入透镜

图1-a Ulvac-Phi 独创的扫描式X射线的示意图

Quantera-II使用了PHI独创的扫描式聚焦X射线源（专利如下*），配合了改进

版的单色晶体反射，对比上一代的最小束斑再进一步缩小了20%到7.5µm。使

微区分析的效能再进一步提升。

Quantera-II同时配备了高收集效能的静电式半球型分析器，在拥有大收集角

度的同时，再加上了与扫描X射线的高速扫描同步。使单点、多点、线，甚至

平面的各种分析都可以达到最高的灵敏度。

高灵敏度的分析

Quantera-II通过扫描聚焦X射线和多通道静电式半球形分析器的配合，在微

区和大面积分析时都具有非常高的分析灵敏度。和非聚焦型X射线相比，在

分析30µm以下微区时，灵敏度高出100倍以上；当X-光束斑增至100µm时

，灵敏度仍高出10倍之多。灵敏度提高的同时，Quantera-II与传统的非聚

焦X-射线设计相比，在微区分析时可大大提高分析效率，缩短分析时间。

压倒性的微区分析灵敏度
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图1-b 扫描X射线二次电子成像与线扫描

图2 在Quantera-II上使用的聚焦X射线与传统X-射线
设计之间两者在灵敏度与束斑大小的关系比较

图3 微小区域的深度分析如果突显Quantera-II 独有的高灵敏度
a) 有机 EL元素的光学影像  b)二次电子成像(SXI)  c)三个分析点分别的深度分析结果
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印证世界最高性能的XPS光电子能谱分析仪

发挥出在微小区域自动分析上的卓越功能

X 射线光电子能谱学（XPS）通过使用X射线光束照射固体样品的表面并收集从样本表面放射的光电子光谱

，来提供表面化学状态信息。通常，XPS 测量的分析深度小于10 nm，同时取决于逸出光电子的动能。光

电子光谱包含可用于识别被检测元素化学状态的结合能信息。

建基于非常成功的上一代Quantera SXM之最新研发的Quantera-II XPS 分析仪器，其革命性超卓技术包括

有：一个独创微集中扫描的X射线源，可以达到世界最小的7.5um X射线，另专利的双光束的电荷中和技术

，在极低电压下仍可保持高性能的离子束源以进行XPS的深度分析，一个五轴精密的样品台和负责全自动

样品传送的机械手臂，与及一个完全自动化且可支持互联网远程控制的仪器操作平台。 Quantera II 增加了

这些革命性的技术性能和生产力，再一次提供了最高性能的XPS系统，以满足您当前和未来的XPS需要。

图3-a,b为有机EL元素样品的定位仪（选配）光学影像与二次电子成像（SXI

）。在光学影像上，我们定义了三个相离几十微米的分析点如＂赤＂、＂绿

＂与＂青＂所示，在样品进入Quantera-II分析时，可以对该位置成像并精准

的确定分析的定位。

在二次电子成像时（SXI），仪器可以同时进行自动中和功能，使非导体也

可以轻易成功成像。

图3-c 为3个分析点以Quantera-II 进行深度分析所得出的结果。微小区高灵

敏度的分析不只在于表面分析，Quantera-II让微区分析包括深度分析的时候

，在相离只有几十微米的不同区域的结构，都可以有效的提供超高灵敏度的

分析结果。

日本专利P3752252 美国专利5, 315,114 欧洲专利0590308B1
日本专利P3754696 美国专利5,444, 242 欧洲专利0669635B1



扫描式聚焦X射线光电子能谱分析仪

1 2

仪器特点

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

拥有世界首创的扫描聚焦式X射线源，可对从最小7.5微米到最大1.4毫米      
的分析区域获得高灵敏度的分析数据结果

全自动化分析，可以轻松地对绝缘样品达到自动中和效能

高性能深度分析

全自动且高可靠度的测量

扫描式聚焦X射线从7.5µm 到1.4mm的

分析区域并且维持高灵敏度的分析

扫描式聚焦X射线源

※

电子枪

样品托盘
样品 

阳极 

多位置阳极

单光器

输入透镜

图1-a Ulvac-Phi 独创的扫描式X射线的示意图

Quantera-II使用了PHI独创的扫描式聚焦X射线源（专利如下*），配合了改进

版的单色晶体反射，对比上一代的最小束斑再进一步缩小了20%到7.5µm。使

微区分析的效能再进一步提升。

Quantera-II同时配备了高收集效能的静电式半球型分析器，在拥有大收集角

度的同时，再加上了与扫描X射线的高速扫描同步。使单点、多点、线，甚至

平面的各种分析都可以达到最高的灵敏度。

高灵敏度的分析

Quantera-II通过扫描聚焦X射线和多通道静电式半球形分析器的配合，在微

区和大面积分析时都具有非常高的分析灵敏度。和非聚焦型X射线相比，在

分析30µm以下微区时，灵敏度高出100倍以上；当X-光束斑增至100µm时

，灵敏度仍高出10倍之多。灵敏度提高的同时，Quantera-II与传统的非聚

焦X-射线设计相比，在微区分析时可大大提高分析效率，缩短分析时间。

压倒性的微区分析灵敏度

500 µm × 500 µm

赤

01002003004005006007008009001000

Binding Energy (eV)

c/
s

10 µm φ  XPS
Depth profile

Ag

C
In

01002003004005006007008009001000

Binding Energy (eV)

c/
s

01002003004005006007008009001000

Binding Energy (eV)

c/
s

10 µm φ  XPS
Depth profile

Ag

C
In

緑

01002003004005006007008009001000
01002003004005006007008009001000

Binding Energy (eV)

c
/
s

青 10 µm φ  XPS
Depth profile

青 緑 赤

100

1000

10000

100000

1000000

0 20 40 60 80 100 120

分析径（µm）

A
g 

3d
 5

/2
 感

度
 (

FW
H

M
 ～

 0
.6

 e
V

)（
cp

s）

Quantera II
視野制限型XPS

ｘ 10

ｘ 100

50 µm 

50
 µ

m
 

SXI

图1-b 扫描X射线二次电子成像与线扫描

图2 在Quantera-II上使用的聚焦X射线与传统X-射线
设计之间两者在灵敏度与束斑大小的关系比较

图3 微小区域的深度分析如果突显Quantera-II 独有的高灵敏度
a) 有机 EL元素的光学影像  b)二次电子成像(SXI)  c)三个分析点分别的深度分析结果

Line profile

距離（µm）

二
次

電
子

強
度

图3-a

図3-c

Scanning XPS Microprobe

X-ray Photoelectron Spectroscopy

青 緑 赤

图3-b

01002003004005006007008009001000

Binding Energy (eV)

c
/
s

01002003004005006007008009001000

Binding Energy (eV)

c
/
s

10 µm φ  XPS
Depth profile

印证世界最高性能的XPS光电子能谱分析仪

发挥出在微小区域自动分析上的卓越功能

X 射线光电子能谱学（XPS）通过使用X射线光束照射固体样品的表面并收集从样本表面放射的光电子光谱

，来提供表面化学状态信息。通常，XPS 测量的分析深度小于10 nm，同时取决于逸出光电子的动能。光

电子光谱包含可用于识别被检测元素化学状态的结合能信息。

建基于非常成功的上一代Quantera SXM之最新研发的Quantera-II XPS 分析仪器，其革命性超卓技术包括

有：一个独创微集中扫描的X射线源，可以达到世界最小的7.5um X射线，另专利的双光束的电荷中和技术

，在极低电压下仍可保持高性能的离子束源以进行XPS的深度分析，一个五轴精密的样品台和负责全自动

样品传送的机械手臂，与及一个完全自动化且可支持互联网远程控制的仪器操作平台。 Quantera II 增加了

这些革命性的技术性能和生产力，再一次提供了最高性能的XPS系统，以满足您当前和未来的XPS需要。

图3-a,b为有机EL元素样品的定位仪（选配）光学影像与二次电子成像（SXI

）。在光学影像上，我们定义了三个相离几十微米的分析点如＂赤＂、＂绿

＂与＂青＂所示，在样品进入Quantera-II分析时，可以对该位置成像并精准

的确定分析的定位。

在二次电子成像时（SXI），仪器可以同时进行自动中和功能，使非导体也

可以轻易成功成像。

图3-c 为3个分析点以Quantera-II 进行深度分析所得出的结果。微小区高灵

敏度的分析不只在于表面分析，Quantera-II让微区分析包括深度分析的时候

，在相离只有几十微米的不同区域的结构，都可以有效的提供超高灵敏度的

分析结果。

日本专利P3752252 美国专利5, 315,114 欧洲专利0590308B1
日本专利P3754696 美国专利5,444, 242 欧洲专利0669635B1



0

20

40

60

80

100

0 50 100 150

3 4

Compucentric Zalar旋转灵活的深度分析

实现了最高性能的深度分析

Quantera-II在基于扫描聚焦X-射线，高通量分析器，与及多通道的高效

能检测器，使仪器可以达到最高效能的光电子能谱分析能力。在此之上，

Quantera-II同时标配了最高性能的离子溅射源，可以在XPS之上进行各

种复杂的深度分析。

Quantera-II标配了全自动5轴式样品台，除了全自动的样品傅送和简单

的定位操作以外，还可以使用在离子溅射时，使样品台上尽管是远离旋

转中心轴的位置作为中心去旋转移动，以达到改进单一方向溅射时所产

生的样品表面粗糙度，从而加深了深度分析时的深度轮廓的资讯。

使用Quantera-II 对蓝光光盘进行深度分析
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図7-a 蓝光光盘样品的一般结构图

图7中使用蓝光光盘为例子进行深度分析。如7-b中所见，透过使用低速

溅射，尽管是中间非常薄层的资讯，都可以清晰的表现出来。

多层有机物的深度分析

图8中使用Quantera-II配置上C60离子源对一多层的有机物进行深度分析

。由图谱中所见，有机物在溅射过程中不同层的化学态仍然可以完整保

存下来。

全自动的双源中和系统，对所有导体或

非导体的上佳效能

离子枪技术

 

Quantera-II使用了浮动柱状的离子枪，最高的工作电压可以到5千伏，而最低的

工作电压可以低至1-10伏，在高电压时可以进行高速的溅射深度分析。而在超

低电压时则可以非常有效的达到样品的中和效果。

turn key自动中和

※日本专利号 P3616714      美国专利号 5, 990, 476     欧洲专利号 0848247B1 

Quantera-II同时使用了一低能量的离子源与电子源去作出中和效能。离子源的效

用主要是在把样品材料上（特别是非导体）的静电去除掉，以达到让真正作中和功

效的电子源可以有效的到达样品进行中和效果（而不会被表面的静电反弹）。

化学态成像

图6

在进行微区分析的定性与定量分析的时候，化学态的分析在X-射线光电子能谱

是非常重要的。 Quantera-II 配合了高效的多通道检测器，可以快速的进行化学

态成像分析。

图6为Quantera-II上化学成像的应用例子。利用PHI-MultiPak软体，可以对已得

出的成像把不一样的化学态分开，如图中所见把Cu、CuO与CuSO4在化学成像中
以不一样的颜色表示出来。

自动分析
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高分子材料在溅射深度分析时可以同时
保持样品原有的化学资讯
Quantera-II在对有机样品进行深度分析时，可以选择装配气体团簇式离

子源（GCIB）或碳-60离子源（可选择10kV或20kV）。

两种离子源在原理上相像的地方，是在于离子源在溅射样品的时候都是

以团簇的方式到达，以使最后撞击时的能量可以在达到溅射效果的同时

相对降低。最后使样品的化学结构破坏降到最低。

有机材料的深度分析

选     配

在自动中和的强大效能底下，Quantera-II可以执行各种的自动分析，不管是什

么种类的样品，自动中和的条件都是不变的。

图5是在Quantera-II中所使用的75x75mm样品台，多种不同类型的样品包括导

体与非导体都可以一起放在自动分析的队列中，配以自动中和功能，让仪器一

天24小时都可以进行分析。

※ 日前专利号 P449789

图7-b  多层结构在深度分析时，成现出一层一层的样品资讯

图8　多层有机样品对碳谱峰的深度分析结果

図5　多种不同样品的自动分析
a）多种材料放置在 75x75mm的样品台上
b）和种样品在自动分析后的分析结果
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Compucentric Zalar旋转灵活的深度分析

实现了最高性能的深度分析

Quantera-II在基于扫描聚焦X-射线，高通量分析器，与及多通道的高效
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种复杂的深度分析。
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図7-a 蓝光光盘样品的一般结构图

图7中使用蓝光光盘为例子进行深度分析。如7-b中所见，透过使用低速

溅射，尽管是中间非常薄层的资讯，都可以清晰的表现出来。

多层有机物的深度分析

图8中使用Quantera-II配置上C60离子源对一多层的有机物进行深度分析

。由图谱中所见，有机物在溅射过程中不同层的化学态仍然可以完整保

存下来。

全自动的双源中和系统，对所有导体或

非导体的上佳效能

离子枪技术

 

Quantera-II使用了浮动柱状的离子枪，最高的工作电压可以到5千伏，而最低的

工作电压可以低至1-10伏，在高电压时可以进行高速的溅射深度分析。而在超

低电压时则可以非常有效的达到样品的中和效果。

turn key自动中和

※日本专利号 P3616714      美国专利号 5, 990, 476     欧洲专利号 0848247B1 

Quantera-II同时使用了一低能量的离子源与电子源去作出中和效能。离子源的效

用主要是在把样品材料上（特别是非导体）的静电去除掉，以达到让真正作中和功

效的电子源可以有效的到达样品进行中和效果（而不会被表面的静电反弹）。

化学态成像

图6

在进行微区分析的定性与定量分析的时候，化学态的分析在X-射线光电子能谱

是非常重要的。 Quantera-II 配合了高效的多通道检测器，可以快速的进行化学

态成像分析。

图6为Quantera-II上化学成像的应用例子。利用PHI-MultiPak软体，可以对已得

出的成像把不一样的化学态分开，如图中所见把Cu、CuO与CuSO4在化学成像中
以不一样的颜色表示出来。
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高分子材料在溅射深度分析时可以同时
保持样品原有的化学资讯
Quantera-II在对有机样品进行深度分析时，可以选择装配气体团簇式离

子源（GCIB）或碳-60离子源（可选择10kV或20kV）。

两种离子源在原理上相像的地方，是在于离子源在溅射样品的时候都是

以团簇的方式到达，以使最后撞击时的能量可以在达到溅射效果的同时

相对降低。最后使样品的化学结构破坏降到最低。

有机材料的深度分析

选     配

在自动中和的强大效能底下，Quantera-II可以执行各种的自动分析，不管是什

么种类的样品，自动中和的条件都是不变的。
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天24小时都可以进行分析。

※ 日前专利号 P449789

图7-b  多层结构在深度分析时，成现出一层一层的样品资讯

图8　多层有机样品对碳谱峰的深度分析结果

図5　多种不同样品的自动分析
a）多种材料放置在 75x75mm的样品台上
b）和种样品在自动分析后的分析结果
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ULVAC-PHI独有的PHI MultiPak数据处理软体，拥有各种强大的图谱和图像的处理功能。其中包括有：

在Windows上稳定运行的操作和数据处理软体

5 6

可完全信赖的最高性能XPS自动分析  

提供多种影像以使定位分析更简单容易 

SXI二次电子成像 (Scanning X-ray Image)

®

PHI MultiPakTM 
®

图谱的重叠

デコンボリューション前
デコンボリューション後

XPS在进行微小区域分析时，分析定位变得非常重要。 Quantera-II提供了标

配的高解析度CCD拍摄了样品的照片以作定位，同时也可以在二次电子成像

（SXI）中做定位。另外也提供选配的高倍样品定位仪以作更高放大倍数的

光学定位。

SmartSoftTM-XPS

简易的图谱处理、标图、报告

整合。在高速收取低分辨率图

谱，可以利用参考数据得出高

分辨率图谱。

(Spectrum De-convolution)。

最新的SmartSoft-XPS软体以所谓“流”型的操作模式。在软体上方以“页面”的顺序去引导着分析的方向。样品台影像、图谱、SXI 影像、自动操

作，都可以轻易的在同一个界面中操作。
在BGA样品上做多点的表面分析以比较表面污染度
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以下使用了BGA样品为例子，在Quantera-II中进行多点的自动分析。在准确

的定位能力下，类似的分析可以在多个样品上进行，使仪器可以一天24小时

的持续工作，完全达到仪器可能最高的效能。

SPS样品定位仪 (Sample Positioning Station)

高解析度CCD拍下的样品台使样品导览更方便

机械化的真空系统 

图9　多样式的样品台，切合使用者的需要

Quante ra- I I的设计允许高度自动化的操作，仪器可以容纳最多三个

75x75mm样品台，样品台可以是不一样的类型，而样品方面更是没有任何的

限制，无论是导体或绝缘体，仪器上的自动中和系统都可以有效正确的处理

中和效果。各种分析队列尽管是跨多个  样品台都可以轻易的在运行在

Windows上的操作软体去设立。使仪器达到最高的吞吐量。

样品的定位非常简单，只需在高解析度的样品台照片上轻易点选就可以方便

的导览各个样品并进行各种分析。

● 主要功能
・自动峰位元素标定
・Linear Least Squares Fitting（LLS）拟合
・Target Factor Analysis（TFA）目标因子拟合
・Curve Fitting 曲线拟合
・图谱和图像的叠图
・图谱和图像的放大缩小

TFA (Target Factor Analysis)：化学态或重叠峰的分峰

SPS样品定位仪是一个两轴（X/Y）坐标系统，配合光学显微镜观察样品。

定位仪会跟Quantera-II中样品台自动同步。当在SPS定完分析定位后，仪器

就会自动加上相应的位置。

Quantera-II中SXI影像和图谱分析使用同一个检测器，保证图像和图谱在定

位时的同步性和准确性。

图10　X射线二次电子成像帮忙使用者方便的定义
          分析位置

图11　高解析度的CCD镜头影像，可以清楚的拍出和种
           细小的样品如金手指

图12　高倍的光学影像定位系统，使高倍定位更加准确

锡球位置

FOV: 1000.0 µm　　　　　　200.0 µm

標準　　　　　　　 調整用

標準　　　　　 角度依存測定用

®

Scanning XPS Microprobe

X-ray Photoelectron Spectroscopy

・常规的数据处理包括图谱平滑，峰位较正，背景扣除。
　- 建立定量分析结果并输出数据
・输出图谱或图像到各种格式
・储存经改过的图谱或图像
・资料输出到格式包括PDF, TIFF, ISO, ASCII 等等。

图13　在BGA样品上的多点自动分析
a)BGA样品图片
b)在BGA上多点分析后的定量分析总结表
c)多点分析后各个分析点的含量百分比图表

図13-a
図13-c

図13-b

图15　图谱 De-convolution
图14　TFA功能在化学态分析时分峰的图示

图16-b　SmartSoft中包括自动分析，图像、样品照片，分析
               图谱都可以在同一界面轻易操作。

图16-a　SmartSoft的操作界面 
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XPS在进行微小区域分析时，分析定位变得非常重要。 Quantera-II提供了标

配的高解析度CCD拍摄了样品的照片以作定位，同时也可以在二次电子成像

（SXI）中做定位。另外也提供选配的高倍样品定位仪以作更高放大倍数的

光学定位。
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最新的SmartSoft-XPS软体以所谓“流”型的操作模式。在软体上方以“页面”的顺序去引导着分析的方向。样品台影像、图谱、SXI 影像、自动操

作，都可以轻易的在同一个界面中操作。
在BGA样品上做多点的表面分析以比较表面污染度
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以下使用了BGA样品为例子，在Quantera-II中进行多点的自动分析。在准确

的定位能力下，类似的分析可以在多个样品上进行，使仪器可以一天24小时

的持续工作，完全达到仪器可能最高的效能。

SPS样品定位仪 (Sample Positioning Station)

高解析度CCD拍下的样品台使样品导览更方便

机械化的真空系统 

图9　多样式的样品台，切合使用者的需要

Quante ra- I I的设计允许高度自动化的操作，仪器可以容纳最多三个

75x75mm样品台，样品台可以是不一样的类型，而样品方面更是没有任何的

限制，无论是导体或绝缘体，仪器上的自动中和系统都可以有效正确的处理

中和效果。各种分析队列尽管是跨多个  样品台都可以轻易的在运行在

Windows上的操作软体去设立。使仪器达到最高的吞吐量。

样品的定位非常简单，只需在高解析度的样品台照片上轻易点选就可以方便

的导览各个样品并进行各种分析。

● 主要功能
・自动峰位元素标定
・Linear Least Squares Fitting（LLS）拟合
・Target Factor Analysis（TFA）目标因子拟合
・Curve Fitting 曲线拟合
・图谱和图像的叠图
・图谱和图像的放大缩小

TFA (Target Factor Analysis)：化学态或重叠峰的分峰

SPS样品定位仪是一个两轴（X/Y）坐标系统，配合光学显微镜观察样品。

定位仪会跟Quantera-II中样品台自动同步。当在SPS定完分析定位后，仪器

就会自动加上相应的位置。

Quantera-II中SXI影像和图谱分析使用同一个检测器，保证图像和图谱在定

位时的同步性和准确性。

图10　X射线二次电子成像帮忙使用者方便的定义
          分析位置

图11　高解析度的CCD镜头影像，可以清楚的拍出和种
           细小的样品如金手指

图12　高倍的光学影像定位系统，使高倍定位更加准确
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・常规的数据处理包括图谱平滑，峰位较正，背景扣除。
　- 建立定量分析结果并输出数据
・输出图谱或图像到各种格式
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图13　在BGA样品上的多点自动分析
a)BGA样品图片
b)在BGA上多点分析后的定量分析总结表
c)多点分析后各个分析点的含量百分比图表
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图15　图谱 De-convolution
图14　TFA功能在化学态分析时分峰的图示

图16-b　SmartSoft中包括自动分析，图像、样品照片，分析
               图谱都可以在同一界面轻易操作。
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Physical Electronics USA, Inc. 
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www.ph i .com
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设置要項 

Laboratory X-ray Photoelectron Spectroscopy System

Scanning XPS Microprobe TM

●重量尺寸

①装置本体  ②电脑桌  ③机械泵 ④水冷换热器

　重量　　　：　約1,100 kg

　平面面积　：　230 cm x 300 cm

　搬运门　　：　宽110 cm以上, 高170 cm以上

●场地要求

　電力　　　：　200-230 V 单相交流电 50 A  50/60 Hz

　接地　　　：　D-Type

　圧縮空気　：　最小620 kPa

　干氮气　　：　最大18 kPa

　氩气　　　：　純度 99.9995％以上　　　　

●环境要求

　静态磁场　：　50 µT（0.5 G）以下

　交变磁场　：　0.3 µT（3 µG）以下

　振动　　　：　10 µm以下位移（0.1～60 Hz）

　温度　　　：　20±5 ℃

　湿度　　　：　70 ％以下（无冷凝）

　散热　　　：　正常操作时3,000 W　仪器烘烤时7,000 W 
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仪器性能

X射线大小（µm） 半高宽（eV） 灵敏度（cps）
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● 最小X射线束斑

● 探测器类型

● X射线源扫描面积

● 离子枪加速电压

● 离子枪光栅面积

● 真空度规格

◎可选配 ：

● 最佳能量分辨率  ：低于0.48 eV（Ag3d5/2）

● 最大灵敏度　　 ：对Ag3d5/2来说≥3,000kcps@≤1.3 eV FWHM

● 对Ag3d5/2在小束斑时半高宽与灵敏度的规格

③

仪器平面图　単位：cm

※ Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。
※ 说明书如有变动恕不另行通知。
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④

：小于7.5 µm

：多通道检测器

：最大1.4 mm x 1.4 mm (连续可变)

：最大 5 kV

：最大5 mm x 5 mm (连续可变)

：6.7×10－8 Pa以下

扫描式聚焦X射线光电子能谱分析仪

样品定位仪，氩2500 团簇离子源，碳60离子源，加热冷却样品台，氩离子源独力分子泵组装，和各种的真空处

理室。
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